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１．概要（Summary） 

流体デバイス等に応用が期待されるポリジメチルシロキ

サンは現在, 有効な 3次元微細加工法が確立されていな

い. 本研究グループはレーザープラズマ軟 X 線を用いた

ポリジメチルシロキサンの微細加工を研究している. 本技

術代行ではレーザープラズマ軟 X 線を用いたポリジメチ

ルシロキサンの微細加工を行うためのコンタクトマスクの

作製を依頼した. 

 
２．実験（Experimental） 

電解めっきを用いて作製した厚さ 10 μmの Ni薄膜

に FIB-SEM(FEI 社製 Helios600i)を用いて 1 - 3μm

の貫通孔の作製を依頼した. 加工した Ni 薄膜を通し

て 1.8×107 W/cm2の強度のレーザープラズマ軟 X線を

ポリジメチルシロキサンに照射した. 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1に Ni薄膜に FIB-SEMでの加工を行ったコンタ

クトマスクの SEM 像をします．3 種類の直径の円形の

穴を加工することができた。 

 

Fig.1 SEM image of membrane mask which made in 
FIB. 

 

 

Fig.2 にレーザープラズマ軟 X 線照射後のポリジメ

チルシロキサンの SEM 像を示す. 直径 1μm 程度のコ

ンタクトマスクの形状を反映した微細構造が実現で

きることを明らかにした. 

      

 
Fig.2 SEM image of polydimethylsiloxane after the 

laser plasma soft X ray irradiation. 
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